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報告書データ / Report
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内容）

Abstract (Aim, Use
Applications and

Contents)

特有の機能発現をする微細構造の開発を目的とし、主として東北大学試作コインラ
ンドリにて構造の試作を実施中である。作製構造の精緻な解析（寸法、結晶性、元
素分析等）により発現機能の裏付けを取る。

実験
Experimental

作製構造物の表面から集束イオンビーム加工装置にて薄片試料を作製し、TEMを用
いて構造物断面の寸法、結晶性、組成分析を行った。

結果と考察
Results and Discussion

Fig.1にてTEM像を示す。階層構造に作製された試料の断面像となる。理想的な状
態では、均質な膜、境界が明瞭な階層構造となるべきであったが、光学顕微鏡や一
般的なSEMでは判別が困難な寸法領域において、非常に高い分解能の分析結果より
欠陥が多数存在することが確認され、改善点の明確化が図れた。
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